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ЭЦР ИСТОЧНИК ПЛАЗМЫ ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Начата работа по созданию ЭЦР-источника, формирующего на диаметре 
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 однородную низкотемпературную плазму с плотностью частиц до 
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. Схема источника и средств диагностики представлены на рисунке.
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Аксиальная симметрия СВЧ-поля и параметров плазмы со сверхкритической плотностью исключают возможность возникновения поляризационных эффектов 
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 и изменение структуры поля в резонаторе. Кольцеобразные постоянные магниты обеспечивают ЭЦР условие в области максимальной напряженности СВЧ-электрического поля. Профиль магнитного поля обеспечивает как эффективное удержание плазмы в продольном направлении, так и ее транспортировку к оси источника. В плане формирования плазмы и ее транспортировки предлагаемая конструкция имеет существенные преимущества над известными [1-3].
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